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@ Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergiitungsschichten auf optische Substrate.

@ Die Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen
von Vergitungsschichten auf optische Substrate (10),
wie Kunststoff-Brillenglaser, welche auf domférmige Tra-
germittel (1) aufspannbar sind, die in einem evakuierbaren
Rezipienten oberhalb von Verdampfungsquellen (20) und
gegebenenfalls zuséatzlichen Warmestrahlern (21) umlau-
fen, umfasst mindestens einen Messfihler (3), insbeson-
dere Temperaturfihler, der an den umlaufenden Trager-
mitteln (1) fur die Substrate (10) in mindestens angenahert
deren Beschichtungsebene angeordnet ist, wobei der
Messfihler (3) mit elektrischen Schaltungsmitteln (11, 13)
in Wirkungsverbindung steht zur tranformatorischen Ener-
gielbertragung zwischen still stehendem Teil (2) der Be-
schichtungsanlage und umlaufenden Tragermitteln (1).
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuum-Be-
schichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergltungs-
schichten auf optische Substrate, wie Kunststoft-Bril-
lenglaser, welche auf domformige Tragermittel auf-
spannbar  sind, die in einem evakuierbaren
Rezipienten oberhalb von Verdampfungsquellen und
gegebenenfalls zusitzlichen Warmestrahlern umlau-
fen.

in der Vakuum-Beschichtungstechnik erweist es
sich oft als notwendig, zur Erlangung einer optimalen
Schichtqualitit die zu beschichtenden Substrate
wahrend des Aufdampfprozesses einer definierten,
erhéhten Temperatur auszusetzen. Hierfir werden
{iblich IR-Warmestrahler eingesetzt.

Grundsétzlich problematisch hierbei ist allerdings
die Uberwachung der tatsachlichen Temperatur in
der Beschichtungsebene mit an sich sinnvoll dort
platzierten Temperaturfihlern, da eine anwendbare
Messdatenibertragung vom rotierenden Dom auf
den stationdren Anlageteil bisher nicht ermdglicht
werden konnte.

Demzufolge kennt der Stand der Technik nur Fih-
lermittel am stationdren Anlageteil, die allerding kei-
nen Aufschluss Uber die tatsachlichen Temperatur-
verhilinisse in der Beschichtungsebene geben kon-
nen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist nun, ent-
gegen bisheriger Praxis, bei einer Vakuum-Beschich-
tungsanlage zum Aufdampfen von Vergtitungsschich-
ten auf optische Substrate, wie Kunststoff-Brillengla-
ser, welche auf domformige Tragermittel aufspann-
par sind, die in einem evakuierbaren Rezipienten
oberhalb von Verdampfungsquellen und gegebenen-
falls zusatzlichen Warmestrahlem umlaufen, die
Temperatur in der Beschichtungsebene der Substra-
te zu erfassen.

Dies wird erfindungsgemass dadurch erreicht, dass
mindestens ein Messfihler, insbesondere Tempera-
turfahler, an den umiaufenden Tragermitteln fir die
Substrate in mindestens angenahert deren Beschich-
tungsebene angeordnet ist, wobei der Messfuhler mit
elektrischen Schaltungsmittein in Wirkungsverbindung
steht zur tranformatorischen Energielibertragung zZwi-
schen still stehendem Teil der Beschichtungsaniage
und umlaufenden Tragermitteln.

Hierdurch kann nun die elektrische Energietiber-
tragung von einem stationdren Primar-Schaltkreis auf
cinen relativ zu diesem bewegbaren Sekun-
dar-Schaltkreis sowie eine Ruckabertragung von im
Sekundar-Schaltkreis erzeugten Messdaten auf den
Primar-Schaltkreis erfolgen, wobei im Priméar-Schalt-
kreis eine Primdrspannung erzeugt und diese trans-
formatorisch auf den Sekundar-Schaltkreis {bertra-
gen wird und wobei dann die im Sekundar-Schalt-
kreis erzeugten Messdaten digital umgeformt und auf
dem gleichen transformatorischen Weg auf den Pri-
mar-Schaltkreis riickiibertragen und dort ausgewertet
werden koénnen.

Hierfir umfassen die Schaltungsmittel einen Pri-
mar-Schaltkreis und einen Sekundar-Schaltkreis, wo-
bei der Primar-Schaltkreis (ber einen Transformator
mit dem Sekundar-Schaitkreis bertihrungsfrei gekop-
pelt ist. Ferner umfasst der Transformator eine Pri-
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mar-Spule im Primar-Schaltkreis auf einem stationé-
ren Kem und eine Sekunddr-Spule im Sekun-
dar-Schaltkreis auf einem relativ zum stationaren
Kern bewegbaren Kern.

Im Primar-Schaltkreis befindet sich weiter eine
Spannungsquelle sowie eine Auswerteeinrichtung far
die induzierten Messdaten und im Sekundar-Kreis-
lauf neben dem Messdaten erzeugenden Tempera-
turfohler eine die Messdaten digitalisierende Auswer-
teeinrichtung, deren Ausgangssignale einen Kurz-
schlusserzeuger steuern.

Erfindungswesentlich ist dabei, dass die Pri-
méar-Spule mit dem stationéren Kern und die Sekun-
dar-Spule mit dem bewegbaren Kern koaxial und re-
lativ zueinander umlaufend angeordnet sind.

Hierbei erhalt der mit dem Sekundar-Schaltkreis
bewegte Messfihler seine Energie transformatorisch
aus dem Primar-Schaltkreis, wobei die vom Mess-
fuhler erzeugten Strom- und Spannungs-Messdaten
7u der Auswerteeinrichtung gelangen und die in digi-
tale Ausgangssignale umgeformten Messdaten einen
Kurzschlusserzeuger steuern, welcher den Strom im
Sekundar-Schaltkreis geméss dem Messdatenverlauf
kurzschliesst. Die hierbei im Primar-Schaltkreis indu-
zierten aquivalenten Strom- und Spannungsénde-
rungssignale gelangen dann zur Auswerteeinrichtung
im Primar-Schaltkreis und sind dort in verwertbare
Ausgangssignale  Gberflihrbar, beispielsweise zur
Nachregelung der Warmestrahler.

Eine beispielsweise Ausfihrungsform der erfin-
dungsgemaéssen Vakuum-Beschichtungsanlage ist
nachfolgend anhand der Zeichnung naher erlautert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine Vakuum-Beschichtungsanlage, im
Schnitt, mit einem Temperaturfihler, der mit elektri-
schen Schaltungsmitteln in Wirkungsverbindung steht
zur tranformatorischen Energielibertragung zwischen
stillstehendem Teil der Beschichtungsanlage und
umlaufenden Tragermitteln; und

Fig. 2 ein Schaltschema der Schaltungsmittel ge-
mass Fig. 1 mit einem Primar-Schaltkreis, der uber
einen Transformator mit einem Sekundar-Schaltkreis
berthrungsirei gekoppelt ist.

Die gezeigte Vakuum-Beschichtungsanlage dient
zum Aufdampfen von Vergltungsschichten auf opti-
sche Substrate 10, wie Kunststoff-Brillenglaser, wel-
che auf domférmige Tragermittel 1 aufspannbar sind,
die in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb
von Verdampfungsquellen 20 und gegebenenfalls zu-
sitzlichen Warmestrahlern 21 umlaufen.

Der Aufbau solcher Vakuum-Aufdampfaniagen ist
so weit bekannt, dass sich eine nahere Konstrukti-
onsbeschreibung erlbrigt.

Erfindungswesentlich ist hier zunachst, dass min-
destens ein Messfihler 3, insbesondere Temperatur-
fhler, an den umiaufenden Tragermitteln 1 far die Subs-
trate 10 in mindestens angendhert deren Beschich-
tungsebene angeordnet ist, wobei der Messfuhler 3 mit
elektrischen Schaltungsmittein 11, 13 in Wirkungsver-
bindung steht zur tranformatorischen Energielbertra-
gung zwischen still stehendem Teil 2 der Beschich-
tungsanlage und umlaufenden Tragermitteln 1.

Wie in Fig. 1 angedeutet und wie das betrefiende
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Schaltschema in Fig. 2 deutlich macht, umfassen die
Schaltungsmittel einen Primér-Schaltkreis 11 und ei-
nen Sekundir-Schaltkreis 13, wobei der Pri-
mér-Schaltkreis 11 tber einen Transformator 4 mit
dem Sekundar-Schaltkreis 13 beriihrungsfrei gekop-
pelt ist.

Dieser Transformator 4 umfasst eine Primér-Spule
5 im Priméar-Schaltkreis auf einem stationéren Ker 6
und eine Sekundar-Spule 7 im Sekundér-Schaltkreis
auf einem relativ zum stationdren Kem bewegbaren
Kern 8.

Hierbei befinden sich im Primar-Schaltkreis eine
Spannungsquelle 12 sowie eine Auswerteeinrichtung
16 fur die induzierten Messdaten und im Sekun-
dar-Schaltkreis, neben dem Messdaten erzeugenden
Temperaturflhler 3, eine die Messdaten digitalisie-
rende Auswerteeinrichtung 14, deren Ausgangssig-
nale einen Kurzschlusserzeuger 15 steuern.

Die Primar-Spule mit dem stationaren Kem und
die Sekundar-Spule mit dem bewegbaren Kern sind
koaxial und relativ zueinander umlaufend angeord-
net, wie das Fig. 1 erkennen lasst.

Der mit dem Sekundar-Schaltkreis 13 bewegte
Messfihler 3 erhdlt nun seine Energie transforma-
torisch aus dem Priméar-Schaltkreis 11, wobei die
vom Messfiuhler 3 erzeugten Strom- und Span-
nungs-Messdaten zu der Auswerteeinrichtung 14 ge-
langen, wobei dann die in digitale Ausgangssignale
umgeformten Messdaten einen Kurzschlusserzeuger
15 steuern, welcher den Strom im Sekundéar-Schalt-
kreis 13 gemass dem Messdatenverlauf kurz-
schliesst. Die im Primar-Schaltkreis 11 induzierten
Aquivalenten Strom- und Spannungsénderungssigna-
le sind dann mit der Auswerteeinrichtung 16 im Pri-
mér-Schaltkreis 1 in verwertbare Ausgangssignale
Uberfihrbar.

Durch diese Massnahmen wird es also grundsatz-
lich méglich, eine elektrische Energiedbertragung
von einem stationdren Primér-Schaltkreis auf einen
relativ zu diesem bewegbaren Sekundar-Schaltkreis
sowie eine Ruckibertragung von im Sekun-
dar-Schaltkreis erzeugten Messdaten auf den Pri-
mér-Schaltkreis in einer heute angemessenen Weise
zu gestatten, indem im Primar-Schaitkreis eine Pri-
marspannung erzeugt und diese transformatorisch
auf den Sekundar-Schaltkreis Ubertragen wird und
dann die im Sekundar-Schaltkreis erzeugten Mess-
daten digital umgeformt und auf dem gleichen trans-
formatorischen Weg auf den Primar-Schaltkreis rlick-
{ibertragen und dort ausgewertet werden.

Somit ist es nunmehr moglich, Flhlermittel direkt
in der Beschichtungsebene der Substrate anzuord-
nen und die sich ergebenden Messdaten, wie Tem-
peratur u. dgl., aufzunehmen und zu verwerten.

Selbstverstandlich sind im Rahmen der vorbe-
schriebenen Erfindung eine ganze Reihe von Modifi-
kationen moglich, ohne dabei den Erfindungsgedan-
ken zu verlassen. So kann der Messflhler beliebiger
Art sein. Weiter kann der Sekundéar-Schaltkreis auch
mehrere gleiche oder unterschiedliche Messfihler
umfassen. Entsprechend sind dann Auswerteein-
richtung und Kurzschlusserzeuger im  Sekun-
dar-Schaltkreis sowie die Auswerteeinrichtung im Pri-
mar-Schaltkreis auszulegen.

Es wird Schutz beansprucht wie folgt:
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Patentanspriiche

1. Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdamp-
fen von Vergitungsschichten auf optische Substrate
(10), wie Kunststoff-Brillenglaser, welche auf domfér-
mige Tragermittel (1) aufspannbar sind, die in einem
evakuierbaren Rezipienten (2) oberhalb von Ver-
dampfungsquellen (20) und gegebenenfalls zusatzli-
chen Warmestrahlern (21) umlaufen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein Messfihler (3),
insbesondere Temperaturfihler, an den umlaufenden
Tragermitteln (1) fur die Substrate (10) in mindestens
angenahert deren Beschichtungsebene angeordnet
ist, wobei der Messfihler (3) mit elektrischen Schal-
tungsmittein (11, 13) in Wirkungsverbindung steht
zur tranformatorischen Energielibertragung zwischen
still stehendem Teil der Beschichtungsanlage und
umlaufenden Tragermitteln (1).

2. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltungsmittel
einen Priméar-Schaltkreis (11) und einen Sekun-
dar-Schaltkreis  (13) umfassen, wobei der Pri-
mar-Schaltkreis (11) Ober einen Transformator (4)
mit dem Sekundar-Schaitkreis (13) berlhrungsfrei
gekoppelt ist.

3. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Transformator (4)
eine Primar-Spule (5) im Primar-Schaltkreis auf ei-
nem stationdaren Kem (8) und eine Sekundar-Spule
(7) im Sekundar-Schaltkreis auf einem relativ zum
stationaren Kern bewegbaren Kern (8) umfasst.

4. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass sich im Primar-Schalt-
kreis eine Spannungsquelle (12) sowie eine Auswer-
teeinrichtung (16) fiir die induzierten Messdaten be-
finden und sich im Sekundér-Schaltkreis neben dem
Messdaten erzeugenden Temperaturfiihler (3) eine
die Messdaten digitalisierende Auswerteeinrichtung
(14) befindet, deren Ausgangssignale einen Kurz-
schlusserzeuger (15) steuern.

5. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Primar-Spule mit
dem stationaren Kemn und die Sekundéar-Spule mit
dem bewegbaren Kern koaxial und relativ zueinan-
der umlaufend angeordnet sind.

6. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der mit dem Sekun-
dar-Schaltkreis (13) bewegte Messfihler (3) seine
Energie transformatorisch aus dem Primér-Schalt-
kreis (11) erhalt, dass die vom Messflhler (3) er-
zeugten Strom- und Spannungs-Messdaten zu der
Auswerteeinrichtung (14) gelangen und dass die in
digitale Ausgangssignale umgeformten Messdaten ei-
nen Kurzschlusserzeuger (15) steuern, welcher den
Strom im Sekundar-Schaltkreis (13) geméss dem
Messdatenverlauf kurzschliesst.

7. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 4
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die im Pri-
mar-Schaltkreis (11) induzierten aquivalenten Strom-
und Spannungsanderungssignale tber die Auswerte-
einrichtung (16) im Primar-Schaltkreis (1) gelangen
und dort in verwertbare Ausgangssignale Uberflhrbar
sind.
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